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por VEINTE años

solicitado en España a favor de STORE SCREENS B .V ., de Ra­

cionalidad holandesa, domiciliada en 3 Rasmstraat, 5831 At 

Boxmeer, Holanda, por "R e jilla  electroformada", con p rio ri­

dad de la  solicitud holandesa 80 02197 de fecha 15 Abril 1980. i

MEMORIA DESCRIPTIVA

La invención se re fiere  a una r e j i l l a  electrofor­

mada obtenida formando un armazón de r e j i l l a  sobrp una matriz
*****

en un primer baño e lectro lítico , separando subsiguientemente
+  * **

e l armazón de r e j i l l a  formado de la  matriz y sometiendo dicho

armazón de r e j i l l a  a una operación de e lec tró lis is  pp un se -
*.* * i

gundo baño e lectro lítico  en presencia de a l menos.93. abrillan ­

tador. ----------------------------------------------------------------------  ^ ^ ---------------
'*. :* **

Se conoce en la  técnica una r e j i l l a  de este tipo.

Esta r e j i l l a  se obtiene formando un armazón de r e j i l l a  sobre 

una matriz dotada de unos medios de desmoldeo, ta les como ce­

ra de abejas, correspondiendo la  estructura de dicha matriz 

con la  de la  r e j i l l a  a producir; obteniéndose e l armazón de 

r e j i l la  por una deposición de metal, después de lo  cual se se­



para e l armazón delgado de la  matriz y finalmente se somete 

a e le c tró lis is , en presencia de un abrillantador, si lo hay. j 

En este procedimiento se u tilizan  baños e lectro líticos que 

comprenden sales de níquel y eventualmente abrillantadores 

de la  primera clase, cuyas moléculas contienen un grupo
tt

=C-S=0, siendo ejemplos los ácidos sulfónicos, lo s  ácidos su l 

fónicos monobásicos y dibásicos, los ásteres de ácidos su lfó ­

nicos, las  sulfonamidas, las sulfonimidas, los ácidos s u l f í -  

nicos y las sulfonas. -  -  -  -  -  ------- ---------------- -  --------------  -

Un gran inconveniente es que las dimensiones de la s

barras del armazón de r e j i l l a  crecerán en todos sentidos por

la  deposición de níquel, haciendo que dichas hargaq; adopten
+ .+**

una sección transversal redonda, que dará lugar a una restric

ción del tamaño de las aberturas de la  r e j i l l a  a  producir, de
+ * **

modo que se obstaculiza e l paso a través de dichas r e j i l l a s . -* +-*

Es una finalidad de la  presente invención ̂ proveer
*

una r e j i l l a ,  sin dicho inconveniente y en la  que,**páfticular- 

mente, e l aumento de la  deposición de metal sobre'.él.armazón 

de la  r e j i l l a  se haya producido en un plano perpei^pu lar a 

la  superficie de la  r e j i l l a .  Se logra de esta msner^ique la  

anchura de las  aberturas del armazón de la  r e j i l l a  disminuyan 

menos rápidamente, a la  vez que se forme una r e j i l l a  fuerte, 

ya que la s  barras presentes en e l armazón de la  r e j i l l a  que­

dan reforzadas porque las deposiciones se producen perpendicu 

larmente a la  superficie de la  r e j i l l a . ---- --- -  ------- --- -  -  -



invención.

Se logra esta finalidad de acuerdo con la  presente

5.

10.

15.

20.

Ha resultado, sorprendentemente, que algunos abri­

llantadores que mejoran de forma particular un fuerte creci­

miento de deposiciones en e l plano del armazón de la  r e j i l l a  

sobre una matriz, no darán lugar a una deposición particu lar  

en e l plano del armazón de la  r e j i l l a  cuando se coloca dicho 

armazón en un baño e lectro lítico , sino que dicho crecimiento 

de deposiciones se producirá entonces en un plano perpendicu­

la r  a la  superficie del armazón de la  r e j i l la ,  con todas las  

ventajas inherentes en e llo . Los abrillantadores de este tipo

se conocen en la  técnica como "agentes de igualación/' o á b r i-
******

llantadores de la  segunda clase. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Muy convenientemente se han utilizado cdispuestos or
* *

gánicos insaturados que comprenden a l menos un enlpfe& doble o 

trip le , Biempre que dicho enlace doble o tr ip le  no.pertenezca

a un grupo =C-^=0 . -  -  -  -  ----  -  -  -  -  ----  -  -  -  ?*+-**-----------
. ** ** * * *

Los compuestos que pueden aplicarse apropiadamente
\***

a l procedimiento según la  invención son un bu tind io lo  una
***. :. **

etilencianohidrina. -  -  -  -  ----  -  -  -  -  -  -  -  -  ----  -  -  -  -  -

Cuando se aplican estos últimos compuestos se produ 

eirá un crecimiento óptimo de las deposiciones sobre las ba­

rras del armazón de la  r e j i l la  en sentido perpendicular a di­

cho armazón de r e j i l l a . ----------- ---  -  -  -  -  ------- --- -  -  -  -  -  -



*

5.

Se ilu strará  la  presante invención a títu lo  de
''.'I)

ejemplo únicamente, a base de una realización en e l dibujo, 

en el q u e : -------------- --- ------ --- -  -  -------------------- --- -------------------

-  la  Figura 1 es una v ista  esquemática de la  mane- ; 

ra de separar un armazón de r e j i l l a  de una matriz?

-  la  Figura 2 es una v ista  en sección transversal

del armazón de r e j i l l a  separado;------------------------- ---

10.

15.

20 .

-  la  Figura 3 es una v ista  en sección a través de 

una r e j i l l a  obtenida a p artir  de un armazón de 

r e j i l la ,  sometiendo dicho armazón a e lectró lis ise *
en presencia de un compuesto, según ia.'iñvención?

-  la  Figura 4 es una v ista  en sección transversal a
*

través de una r e j i l l a  formada sobre uda.#atriz en

presencia de un compuesto, según la  invención; -  -
*
******

-  la  Figura 5 es una v ista  en sección a través de, *
una r e j i l l a  obtenida a partir de un armazón de re 

j i l l a  sometiendo el armazón de re jills f 's re lec tró -
Yl is is  en un baño que comprende sales Ae'niquel, y 

abrillantadores de la  primera clase, s i los hay, y 

sin compuesto según se u t iliz a  en la  invención.- -

La Figura 1 ilu stra  una matriz 1 consistente en una 

placa 1 de material eléctricamente conductor, por ejemplo, n i 

quel. Dicha placa comprende depresiones 8 formadas por grabado



ácido, mientras se separan dichas depresiones por medio de 

nervios 2, 3. Las depresiones 8 están llenas de un material 

dieléctrico, ta l como, por ejemplo, un material asfá ltico  o 

material bituminoso 4. ------- --------- --- ------ ---------------- --- -------

Los nervios 2 y 3 de separación están dotados ante-* 

riormente de una capa de cera de abejas 5 , para fa c il ita r  la  i 

separación subsiguiente de la  matriz del armazón de r e j i l la  

formado. -  -  -  -  -  -  -   ---- ------ --- -  -   ----------- -   ---- ------

Será evidente que al colocar la  placa 1 como cátodo

en un baño e lectro lítico  conjuntamente con un ánodo apropiado ^
. ^

y  una fuente eléctrica, se formará un depósito sobre,los ner-
w +

vios 2, 3. El armazón de r e j i l la  formado de esta manera com­

prende por lo  tanto barras 6 y 7 que se extienden*transversal- 

mente unas respecto de las otras. -  ------- ------ ---  -  -------- ---
* *+ **
**  *

Si se coloca subsiguientemente la  placa 1-con el ar ^+ ** ^*
mazón 9 de r e j i l la  formado sobre la  misma en un baño.electrolí á

tico que comprende abrillantadores de la  primera qlase, o sea
+ *+ + + +

abrillantadores con forma de por ejemplo un ácido a lgu ilnafta -
* *

lensulfónico, ácidos naftalen disulfónicos, difen^Ysülfonatos 

o compuestos sim ilares, conjuntamente con un acetílenalcóhol 

(un compuesto según se u t iliz a  en la  invención) finalmente se

obtiene una r e j i l la  cuyas barras han crecido preferiblemente 

en la  dirección de la  superficie de la  r e j i l la ,  mientras dis­

minuyen las dimensiones de las aberturas de la  r e j i l l a  (ver 

Figura 5 ). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Cuando e l armazón de r e j i l l a  formado, s i este lilt i  

mo todavía está muy delgado, se separa de la  matriz y se sus- 

pende en un baño e lectro lítico  como cátodo, en presencia de 

un acetilenalcohol, puede observarse e l efecto sorprendente 

de que e l crecimiento de las deposiciones sobre las barras 

se producirá preferiblemente en una dirección perpendicular 

a la  superficie del armazón de r e j i l l a .  -  -  ----  ----- -  -  -  -

Resultados similares pueden observarse también eon 

distintos compuestos insaturados orgánicos, conocidos en la  

técnica como abrillantadores de la  segunda clase. ----  --------

EJEMPLO I
* ** * *

Se deposita por medio de e lectró lis is  ^R.pymazón

de r e j i l l a  sobre una placa 1 de níquel, que comprende e l de-
*

seado dibujo de r e j i l l a  y que está dotada de cerafde*abejas

como agente de desmoldeo. Se re tira  dicho armazón de r e j i l l a* * +*
cuando el grosor de Tas barras del armazón de r e j i l la ,  alcanza*****
30 mieras. -  -  ----  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ----  -  ----  -  -  -  --------

+ ++ +.*
* Y

Subsiguientemente se suspende el armazó&*de r e j i -  

l i a  así obtenido de níquel metálico en un baño electro lítico  

de níquel segán se conoce en la  técnica y como cátodo, y se 

somete a e lec tró lis is . -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Se realiza dicha e lectró lis is  en presencia de un 

compuesto orgánico, que comprende un enlace trip le  en la  mo­

lécula, que no sea un grupo =C-A=0, si éste se encuentra pre-



— 7 —
.-''yJ 
' ; ''

sente. El compuesto en este caso consiste en etilencianohi- 

drina, que comprende un enlace tr ip le  entre los átomos de 

carbono y nitrógeno. ----  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

De esta manera se obtiene una r e j i l la  que está do­

tada de aberturas grandes excelentes, cuyas dimensiones no 

gon más pequeñas o sólo lo son ligeramente respecto de las  

aberturas presentes en e l armazón de r e j i l la .  -  -  -------------- ---

Cuando se repite el experimento colocando la  placa 

con el armazón formado en e lla , en un baño de níquel, en pre 

sencia del mismo compuesto, se obtiene una r e j i l l a  cuyo gro­

sor corresponde con el de la  r e j i l l a  citada en primer lugar,e *
siendo no obstante las  aberturas de la  segunda ra ja r ía  más pe

queñas debido a una deposición de níquel, preferiblemente
*

en la  dirección de la  superficie de la  r e j i l la .  -*-?*----------- -

EJEMPLO I I
+

Se repite e l Ejemplo I pero se substituye.la placa* +
. ++**

por un cilindro con una superficie de cromo. Se r^ttra la  re-

j i l l a  c ilindrica cuando el grosor de las barras dpi armazón
* .1de r e j i l l a  alcanza por ejemplo 30 mieras. -  -  -  -  -  —̂ ---- --

De esta ¡manera se obtiene una r e j i l l a  cilindrica  

que comprende aberturas grandes excelentes, cuyas dimensiones 

no son más pequeñas o sólo lo son ligeramente respecto de las  

aberturas del armazón de r e j i l l a . ---- --- -  -  -  -  -  ------- ------ ---
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A los efectos consiguientes se declaran de novedad;



-  9 -

R E I V I N D I C A C I O N E S

1 .- R e jilla  electroformada, particularmente del 

tipo cilindrico, obtenida formando electrolíticamente un ar­

mazón ( 9) de r e j i l l a  sobre una matriz ( 1) en un primer baño 

e lectro lítico , separando subsiguientemente dicho armazón de 

r e j i l l a  formado de la  matriz y sometiendo dicho armazón de 

r e j i l l a  a e lectró lis is  en un segundo baño e lectro lítico , en 

presencia de al menos un abrillantador, caracterizada porque 

se ha añadido un medio a l segundo baño e lectro lítico , el 

cual medio comprende un compuesto orgánico que tiene al me­

nos un enlace insaturado, que no pertenece a un grupo 

=C-S=0, de modo que se mejora e l crecimiento de ías& eposi- 

cienes perpendicularmente a la  superficie del armazón (9) 

de r e j i l l a .  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -* -  -  -  -

* ** *-* * .
2 .-  R e jilla  segdn la  reivindicación 1, caracteri-

* f *
zada porque el compuesto orgánico comprende a l menos un en­

cala*
lace doble o tr ip le , siempre que dicho enlace doble p tr ip le

tt
no pertenezca a un grupo =C-S=0. -  -  -  -----------

a ***-*
...

3 .- R e jilla  segdn la  reivindicación 1 óráy'carac- 

terizada porque el compuesto orgánico es un butindiol y/o 

una etilancianohidrina. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -------------- -

4 . -  "REJILLA ELECTROFORMADA".

Todo ello  conforme se describe y reivindica en la



-  10 -

presente memoria que consta de diez hojas fo liadas y mecano­

grafiadas por una sola de sus caras, y de cinco figuras que

la  ilustran .

MADRID 3 t
^ M. CURRADO'-
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